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Objectifs

- Mesure de champs statiques ou fluctuants (vide
ou plasma froid, densité 101 cm-3, gaines) — OK

- CHERIGIER-KOVACIC, L ; STROM, P ; LEJEUNE, A ; DOVEIL, F

Rev. Sci. Inst. 86, 063504 (2015) ; doi : 10.1063/1.4922856

- DOVEIL, F ; CHERIGIER-KOVACIC, L ; STROM, P

Plasma Phys. Control. Fusion 59 014020 (2016) ; doi : 10.1088/0741-3335/59/1/014020

 Projet/Challenge : mesure du champ électrique
devant antenne ICRF IShTAR (lon cyclotron
Sheath Test Arrangement)

- Ondes ICRF - érosion CFP

- Problemes spécifigues aux gaines RF (sondes

Langmuir + modelisation)
- KRISTEL CROMBE, RODOLPHE D'INCA, Institut Max Planck Garching



Principe physigue : atome H
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Dispositif expérimental
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Mesures
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Field strength [V/cm]
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Champ RF/ Calibration (vide)
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Projet / Conclusion

« Dans IShTAR :

- Champ RF

— Mesures (en cours) en champ RF dans enceinte test/
collaboration FRESNEL (AMU)pour simulations : Etude du
champ RF en fonction de sa frequence (cavite résonante,
controle de la puissance, calibration du diagnostic)

— Mesures en plasma (en cours)

- Champ magnetique - etude prealable MISTRAL,
confrontation a la LIF, et mesures par sondes de Langmuir

- implantation du dispositif : source du faisceau, détection,
effet saturation
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